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研究の概要、新規性及び目標 

①研究の概要 

 開発中の各種高密度磁気記録メディアのナノスケール膜構造を明らかにし、微粒子構造の均一性に優れ

たメディアの開発を支援する。 

②研究の独自性・新規性 

 解析手法そのものに新規性はないが、解析から得られた情報の活用により、新規の材料開発を行う。 

③研究の目標（フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に） 

フェーズI 

200Gbit/in2記録用磁気ディスクに必要なカーボン表面保護膜の薄膜化を行う。 

フェーズ II 

開発中の各種高密度磁気記録メディアのナノスケール膜構造の磁気物性との関係を明らかにし、これまで以

上に微細粒子構造の均一性に優れた高密度記録メディアの開発を支援する。さらに、東北大学ナノ物質構造解

析支援室等との連携により、ナノ構造解析技術のスキルを高め、県内の製造業企業や研究機関が利活用しモノ

づくり研究開発に資するナノ構造解析センターとしての機能整備を行うことを目標にすえる。 
研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） 

フェーズI 

① 記録層－カーボン保護膜間の中間層材料を検討。 
② ピンオンディスク試験による耐久性評価。 
従来の１０ｎｍ厚のカーボン保護膜と同等の耐久性を、中間層、カーボン保護膜トータル厚６ｎｍで達成で

きた。一応の目的を達したと考える。 

フェーズII 

① 透過電子顕微鏡による酸化物コンポジット材料の解析手法の確立。 
② XPSによる膜中元素分析方法の検討による、膜の成長過程の解明。 
透過電子顕微鏡による解析方法はほぼ完成し、この解析から得られた情報は、新規記録層用コン

ポジット材料や裏打ち軟磁性材料開発方針にフィードバックされている。ＸＰＳによる元素分析も同様

の効果をあげている。ほぼ目標どおりの進捗と考える。 

主な成果 

具体的な成果内容： 

フェーズI 

Ｃｏ合金系媒体記録層とカーボン表面保護膜との間に膜厚１ｎｍ程度のＰｔまたはＰｄの中間層を挿入する

ことにより、Ｃｏとカーボンの相互拡散、反応を抑え、その結果としてカーボン表面保護膜厚を低減できる可

能性を示した。 

 

 特許件数： １件       論文数：１件          口頭発表件数：３件 

 

フェーズII 

  透過電子顕微鏡、およびＸＰＳによる酸化物コンポジット材料の解析手法をほぼ確立した。また、これらの

膜解析により得られた情報をもとに、新規材料CoPt-TiO2，CoPt-Ta2O5の開発検討も同時に行い、現行の

材料をしのぐ特性が得られる可能性が見出された。 

 

特許件数： ４件       論文数：２件          口頭発表件数：５件 

  

 

 



 

 

研究成果に関する評価 

１国内外における水準との対比 

 透過電子顕微鏡、ＸＰＳ等の解析技術は国内外で一般的に通用するレベルとなったと考えられ、実際解

析結果は論文等、対外発表に活用されている。透過電子顕微鏡については、in-plain観察技術はほぼ確立

し、民間企業への技術移転を開始している。また、これまで困難であった断面観察について、膜厚 

１μｍ程度の試料については解析可能となっている。また新規材料開発について、CoPt-TiO2では、基礎

的な磁気特性においては、現行のCoPtCr-SiO2をしのぐ可能性が見出されている。 

 

２実用化に向けた波及効果 

透過電子顕微鏡、ＸＰＳ等の解析技術は記録材料のみならず、薄膜材料一般に応用可能であり、企業支

援等に活用できる技術であり、実際、民間企業からの依頼分析や共同研究を実施している。 

 

 

 

 

 

 

残された課題と対応方針について 

① 透過電子顕微鏡については、これまで困難であった、数１０ｎｍレベルの薄膜の断面観察技術の向上を
目標とする。また、民間企業との共同研究を推進する。 

② ＸＰＳについては、いまだ明確になっていない、記録層の堆積初期層の構造について知見を得ることを
目標とする。 

③ CoPt-TiO2膜の開発について、それ自身およびその上下の層を含む検討を継続し、磁気特性の向上に
より、現行材料に対する優位性を明確にすることを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＳＴ負担分（千円） 地域負担分（千円）  
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17 
小計 
合 計

人件費 0 0 0 0 0 0 0 3,618 9,990 10,340 9,946 11,872 7,962 53,522 53,522

設備費 0 0 0 0 0 0 0 43,500 32,940 189,900 42,000 31,310 56,130 395,780 395,780

その他研究費

（消耗品費、

材料費等） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旅費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小  計 0 0 0 0 0 0 0 47,118 42,930 200,034 51,946 43,182 64,092 449,302 449,302

代表的な設備名と仕様［既存（事業開始前）の設備含む］ 

  ＪＳＴ負担による設備： 

  地域負担による設備：精密イオンミリング装置、超高真空多元スパッタ装置、光学式表面解析装置 

※複数の研究課題に共通した経費については按分する。




